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V préaci sa zaoberame pripravou subm krometrovych struktiar v reziste PWA
ponocou el ektrénove] litografie (EBL) pre naslednu pripravu kovovych kont aktov
na substrate Al _20 3 v procese suchého leptania. Tieto struktdry sU urcené na
skimani e transportnych vlastnosti naterialov ako napriklad, TiO2, MyjB 2 a
supravodi vych tenkych vrstiev urcenych pre aplikacie v senzorike. Prezentované
sU porovnania struktdr v zavislosti od paranetrov expozicie a vlastnosti rezistu.



